
电子材料合成中
用于末端炔烃的保护基(Ph2P(O))

优势

可用于保护末端炔烃
在偶合和酸性条件下稳定
可用于合成苯乙炔

保护/脱保护
1a)

苯乙炔的合成实例
2a)

(Ph2P(O)) 是由Orita和Otera等人开发的新型末端炔烃保护基。该保护基通过CuI催化的氯二苯基膦[C0597]的膦化反应和其后的

H2O2氧化反应，可以轻而易举地引入末端炔烃。具有高极性磷酰基的目标产物很容易从低极性烃副产物中分离出来。用t-BuOK处
理后，(Ph2P(O))保护的炔烃很容易发生脱保护1)。

通过与芳基卤代物的Sonogashira偶联反应，脱保护的炔烃可以转化为扩展的芳基炔烃。这种合成方法先脱保护，然后再进行偶

联反应，适用于一锅法合成电子器件用的苯乙炔2)。此外，还使用了单保护乙炔HC≡ C-P(O)Ph2 [E1310]。
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研究内容
Orita实验室一直致力于开发这些方法学。

1）通过乙炔衍生物合成研发功能材料

2）有机锡化合物的选择性合成


